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１．概要（Summary）

Si 基板上に SU-8 をスピンコートし、それをフォトリソグ

ラフィにより加工することで基板表面上に二重凹型構造を

作製した。それを汎用 SEM で観察した結果、所望の二

重凹型構造が作製されていることが確認できた。

２．実験（Experimental）
【利用した主な装置】

両面マスクアライナ

【実験方法】

Fig. 1 に二重凹型構造の作製手法を示す。初めに Si
基板上に SU-8 を 100 μm スピンコートし１段目のフ

ォトリソグラフィを行う。さらに再び SU-8 を 20 μm
スピンコートし、2 段目のフォトリソグラフィを行う。

さらに 3 段目を 5 μm スピンコートしフォトリソグラ

フィを行う。

Fig. 1 Schematics showing fabrication method of 
doubly reentrant structure.

３．結果と考察（Results and Discussion）

Fig. 2 に作製した二重凹型構造を汎用 SEM で観察し

た結果を示す。図からもわかるように基板上に二重凹型と

なっているように見られる構造が確認できる。

Fig.2 SEM image of a fabricated structure.
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